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(54) Title: SiO, SLURRY FOR THE PRODUCTION OF QUARTZ GLASS AS WELL AS THE APPLICATION OF THE
SLURRY
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(57) Abstract: A known SiO, slurry for the production of quartz glass contains a dispersion liquid and amorphous $iO, particles
with particle sizes to a maximum of 500um, wherein the largest volume fraction is composed of SiO, particles with particle sizes in
the range 1pm - 60um, as well as SiO, nanoparticles with particle sizes less than 100nm in the range 0.2 - 15% volume by weight
(of the entire solids content). In order to prepare such a slurry for use, and to optimize the flow behavior of such a slurry with regard
to later processing by dressing or pouring the slurry mass, and with regard to later drying and sintering without cracks, the invention
suggests a slurry with SiO, particles with a multimodal distribution of particle sizes, with a first maximum of the sizes distribution
in the range 1um - 3um and a second maximum in the range Sum - 50pum, and a solids content (percentage by weight of the SiO,
particles and the SiO, nanoparticles together) in the range 83% - 90%.
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(57) Zusammenfassung: FEin bekannter SiO,-Schlicker zur Herstellung von Quarzglas enthilt eine Dispersionsfliissigkeit und
amorphe SiO,-Teilchen mit TeilchengréBen bis maximal 500 pm, wobei SiO,-Teilchen mit TeilchengréBen im Bereich zwischen
1 um und 60 um den gréBten Volumenanteil ausmachen, sowie auBerdem SiO,-Nanoteilchen mit Teilchengréfen von weniger als
100 nm im Bereich zwischen 0,2 Gew.-% und 15 Gew.-% (bezogen auf den gesamten Feststoffgehalt). Um hiervon ausgehend ei-
nen Schlicker bereit zu stellen, dessen FlieBverhalten insbesondere im Hinblick auf eine Verarbeitung durch Abziehen oder GieBen
der Schlickermasse und in Bezug auf ein rissfreies Trocknen und Sintern optimiert ist, wird erfindungsgemal vorgeschlagen, dass
die SiO,-Teilchen eine mehrmodale TeilchengroBenverteilung mit einem ersten Maximum der GréBenverteilung im Bereich von 1
und 3 um und einem zweiten Maximum im Bereich von 5 bis 50 pm aufweisen, und dass der Feststoffgehalt (Gewichtsanteil der
SiO,-Teilchen und der SiO,-Nanoteilchen zusammen) im Bereich zwischen 83 und 90 % liegt.



